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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和1年5月9日(2019.5.9)

【公表番号】特表2018-517146(P2018-517146A)
【公表日】平成30年6月28日(2018.6.28)
【年通号数】公開・登録公報2018-024
【出願番号】特願2018-500832(P2018-500832)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   23/225    ３１０　
   Ｈ０１Ｊ   37/22     ５０２Ｈ
   Ｈ０１Ｊ   37/22     ５０１Ｚ
   Ｇ０１Ｎ   23/04     ３２０　
   Ｇ０１Ｎ   23/225    ３２０　
   Ｇ０１Ｎ   24/08     ５２０Ｙ
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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月22日(2019.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を画像化するイメージング装置であって、
　該装置が、
　基板上の意図した位置で、その基板を表す検出可能な信号を生成するように放射を基板
に指向させるためのビームエミッタと、
　前記検出可能な信号の画像化特徴を検出するための信号検出器と
　を備え、
　該イメージング装置が、歪み補正画像を生成する時に使用するために、前記画像化特徴
を自動的に補正基板位置に関連付けし、
　前記補正基板位置が、前記意図した位置と、前記意図した位置の関数である補正係数と
から決められ、
　各所定の画像ピクセル位置の少なくとも一部に重なる任意の一つ又は複数の前記補正基
板位置に関連付けされた前記画像特徴の各比率に基づいて、基板の画像に対する複数の所
定の画像ピクセル値が、所定の意図した基板位置に対応する各所定の画像ピクセル位置に
対して決められ、
　前記少なくとも一つの動作特性が、装置の現在の画像解像度を有する
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　ことを特徴とするイメージング装置。
【請求項２】
　前記画像化特徴が、前記検出可能な信号の強度を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載のイメージング装置。
【請求項３】
　前記補正係数が、前記イメージング装置の少なくとも一つの動作特性に対して予め決め
られている
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のイメージング装置。
【請求項４】
　該イメージング装置が、一つ又は複数の異なる意図された基板位置で前記画像特徴を検
出するために、基板のある位置に対する前記放射の方向を変更させるビームモチベータを
さらに備えている
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載のイメージング装置。
【請求項５】
　該イメージング装置が、一つ又は複数の異なる意図された基板位置に対する前記画像特
徴を検出するために、基板に対する前記信号検出器の位置を変更する少なくとも一つの装
置モチベータをさらに備えている
　ことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載のイメージング装置。
【請求項６】
　前記装置モチベータが、前記信号検出器の位置を変化させる
　ことを特徴とする請求項５に記載のイメージング装置。
【請求項７】
　前記装置モチベータが、基板の位置を変化させる
　ことを特徴とする請求項５又は６に記載のイメージング装置。
【請求項８】
　前記信号検出器が、複数の異なる対応する意図された基板位置の各々に対する対応する
特徴を決め、
　前記歪み補正画像を生成する時に使用するために、該イメージング装置が、前記対応す
る特徴を、対応する補正基板位置に自動的に関連付けし、
　前記対応する補正基板位置の各々が、前記対応する意図された位置と、前記対応する意
図された位置の関数である補正係数とに基づいて決められる
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載のイメージング装置。
【請求項９】
　該装置が、光学イメージング装置、ＦＩＢ、ＳＥＭ、ＴＥＭ、Ｘ線装置、ＭＲＩ、イオ
ンビーム装置、ＣＴスキャン及びＣＡＴスキャンのグループから選択される
　ことを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載のイメージング装置。
【請求項１０】
　イメージング装置における画像歪みを補正する方法であって、
　前記イメージング装置が、意図した位置で、基板を表す検出可能な信号を生成するよう
に放射を基板に指向させるためのビームエミッタと、前記検出可能な信号を表す画像化特
徴値を決定するための信号検出器とを備え、
　該方法が、
　基板に衝突させるための放射を生じさせ、
　意図された位置に関連付けされた検出可能な信号の画像化特徴を測定し
　歪み補正画像を生成する時に使用するための画像化特徴に関連付けされた補正基板位置
を決め、
　意図した位置と、前記意図した基板位置の関数として予め決められた補正係数とに基づ
いて補整基板位置を決定し、
　前記測定した強度を前記補正した位置に関連付けし、
　各所定の画像ピクセル位置の少なくとも一部に重なる任意の一つ又は複数の前記補正基
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板位置に関連付けされた前記画像特徴の各比率に基づいて、所定の意図した基板位置に対
応する各所定の画像ピクセル位置に対して決められた複数の所定の画像ピクセル値に基づ
いて、基板の画像を生成する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記画像化特徴が、前記検出可能な信号の強度を有する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前期補正係数が、さらに、前記イメージング装置の所定の動作特性のセットに対して予
め決められる
　ことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも一つの他の基板位置に対して、前記測定、決定及び関連付け工程を繰り返す
　ことを特徴とする請求項１０～１２の何れか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　基板を画像化するイメージング装置であって、
　該装置が、
　基板の意図した領域を表す検出可能な信号を生成するように基板に放射を指向するビー
ムエミッタと、
　前記各意図した領域に対する前記検出可能な信号の各画像化特徴を検出するための信号
検出器と、
　歪み補正画像を生成する時に使用するために前記各画像化特徴を、補正された領域に自
動的に関連付けするように各画像化特徴を処理するために動作可能なデジタルプロセッサ
と
　を備え、
　前記各補正された領域が、前記意図された領域と前記意図された領域に関連付けされた
補正係数とに基づいて決められ、
　前記各意図された領域が、指定された画像化ピクセル位置に対応し、
　所定の意図された領域に対応する所定の指定された画像化ピクセル位置に対する補正さ
れた画像ピクセル値が、
　前記所定の意図された領域と重なる前記各補正された基板領域の相対比率の関数として
補正され、
　前記意図された領域が、装置の現在の画像化解像度によって少なくとも部分的に決めら
れ、
　前記補正係数が、前記現在の画像化解像度に特有のものである
　ことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　イメージング装置における画像歪みを補正する方法であって、
　イメージング装置が、基板の意図した領域を表す検出可能な信号を生成するように、放
射を基板に指向するためのビームエミッタと、前記各意図した領域に対する前記検出可能
な信号の各画像化特徴を検出するための信号検出器とを備え、
　該方法が、
　基板に衝突させる放射を生じさせ、
　意図された領域に関連付けされた各画像化特徴を測定し、
　各意図された領域に対して、前記意図された領域と、前記意図された領域に関連付けさ
れた指定の補正係数とに基づいて補正された領域を画定し、
　前記測定された画像化特徴を前記補正された領域に関連付けし、
　前記測定した画像化特徴と前記補正された領域との関連付けに基づいて歪み補正画像を
生成し、
　前記各意図された領域が、指定された画像化ピクセル位置に対応し、
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　所定の意図された領域に対応する所定の指定された画像化ピクセル位置に対する補正さ
れた画像ピクセル値が、前記所定の意図された領域と重なる前記各補正された基板領域の
相対比率の関数として補正される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　イメージング装置に対する位置を基礎とした補正情報を決める方法であって、
　イメージング装置が、基板上の意図された位置で基板を表す検出可能な信号を生成する
ように、基板に放射を指向するビームエミッタと、前記検出可能な信号に関連付けられた
画像特徴を決める信号検出器とを備え
　該方法が、
　既知の表面特徴を有する基板をイメージング装置に配置し、
　イメージング装置の少なくとも一つの動作特性を一定に維持しながら、複数の意図され
た基板位置の各々に対する前記検知可能な信号の画像化特徴を検出することによって、前
記表面特徴を表す表面特徴特性を測定し、前記画像化特性が各々、前記表面特徴特性を表
すものであり、
　前記表面特徴の複数の測定した位置の各々と、前記表面特徴の対応する実際の位置との
間の各差異に基づいて、各測定した位置と対応する実際の位置との間の補正関係を、前記
測定した基板位置の関数として決め、かつ、
　各補正関係に基づく各所定の画像ピクセル位置に対して決められた複数の所定の画像ピ
クセル値に基づいて歪み補正画像を生成する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　位置に基づく補正情報が、少なくとも一つの動作特性と関連付けされている
　ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　イメージング装置から基板の画像を生成する方法であって、
　前記イメージング装置が、基板上の意図した位置に放射を指向するためのビーム源と、
そのビームに関連付けした信号特徴値を決める信号検出器とを備え、
　該方法が、
　前記信号検出器によって複数の信号特徴値を収集し、前記信号特徴値の各々が、実際の
位置で基板特徴を表し、
　所定の各信号特徴値に対して、補正係数を使用して前記意図した基板位置を補正するこ
とによって、それに関連付けされた前記実際の位置を決め、前記補正係数は、前記意図し
た基板位置の関数であり、
　画像用の画像ピクセル値を生成し、複数の所定のピクセル位置での複数の所定の画像ピ
クセル値が、少なくとも一つの前記所定の信号特徴値の各比率に基づくものであり、その
所定の信号特徴値の補正された基板位置が、前記所定の画像ピクセル値の一部に対応
し、かつ、
　所定の画像ピクセル値に基づいて画像の基盤を生成する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　補正係数が、イメージング装置の少なくとも一つの動作特性に関連付けされている
　ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　イメージング装置が、さらに、
　二つ又はそれ以上の異なる意図された基板位置で検出可能な信号の前記画像特徴を検出
するために、基板の位置に対する放射の方向を変更する少なくとも一つのビームモチベー
タを備えている
　ことを特徴とする請求項１８又は１９に記載の方法。
【請求項２１】
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　イメージング装置が、さらに、
　二つ又はそれ以上の異なる意図された基板位置で検出可能な信号の前記画像特徴を検出
するために、基板に対する信号検出器の位置を変更する少なくとも一つの装置モチベータ
を備えている
　ことを特徴とする請求項１８～２０の何れか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ビームモチベータが、基板特徴の各測定の間に基板に対するビームの位置を変更す
る
　ことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記装置モチベータが、基板特徴の各測定の間に信号検出器及びビームエミッタの少な
くとも一方に対する基板の位置を変更する
　ことを特徴とする請求項２１又は２２に記載の方法。
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